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MIKROELEKTRONICKE SNIMACE MECHANICKEHO NAMAHANT

K vyzkumu mechanického naméhéni byly v OT TSAV vyvinu-
ty snimale s kifemikovymi legovanymi trémeékovymi tenzometry,
Jako nejvhodnéjsdi s ohledem na vnit*ani odpor a citlivost se
ukdzaly kifemikové tenzometry typu “"p* 4PAB-025-350 a typu
“n" 4NBC-039-340 fy RUKOV Rumburk., Prvy typ v potenciomet-
rickém zapojeni je vhodny pro méfeni stfidavé sloZky. Oba
typy ve vybrané dvojici o vhodnych teplotnich zavislostech
a v polomiistkovém zapojeni jsou pak vhodné k soulasnému sle-
dovéni obou sloZek, statické a dynamické., Dvojice tenzomet-
ré se lepi na sklolamindtovou podloZku se svorkovnici -
obr, 1
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Obr. 1

vVztah mezi sledovanym efektivnim namédhénim a vystupnim
napétim je popsén vzorcem /1/

Caf = 0
of KeA* Ug

kde E je modul pruZnosti m&feného tdlesa a soulinitel K
je teplotné& korigovén podle linearizovaného vztahu

K-KO (1-/5’!7’),
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Elsktricks auplii Us 2z poiomtstkového zapojeni se
zesgili A krdt v md8ficim zesilcva&i na hodnotu U, , kde
pre stejnoewmdrnou ele2kv je A = 1 , pro st¥fidavou A > 20 .,
Vyvinuty m3fici zesiloval je patrny z obr., 2.
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Obr, 2

Uvedeny tenzometricky snimal mechanického naméhdni se
osvdd&il pii laboratornich m&Fenich v 0T a v ZES 3koda Pl-
zen,

Jeho nevyhodou je sloZ2itdéd montdZ, dostupnost a cena.
Proto byl vyvinut novy typ, snimal s malymi implantovanymi
tenzometry, které jsou atomicky spojeny s kifemikovou planZe-
tou o v8t8i plose. Ta umoZni spojeni s promé&fovanym povrchem
8 malou hysterezi a bez prokluzu, PouZitim masky lze vyrobit
soutasnd tenzometry s vhodnym tvarem a v poZadovaném smdru,
Celomistkového, nebo polom@stkového uspofédéni aktivnich
integrovanych tenzometrd na jedné planzetd je moZno dosdh-
nout pouZitim anizotropni roviny monokrystalu kfemiku /2/,
/3/. Na obr, 3 je znézorndn implantovany tenzometricky mis-
tek.

V podélné ose (krystalografické osa /111/) jsou umis-
tény tenzometry R1, R3 a v piriiné ose (krystalografické
osa /101/) jsou umistdny tenzometry R2, R4 , Délka implan-
tovanych tenzometrl je 400 um . Tento mistek je vytvofen
modifikovanou technologii CMOS obvodd na kifemikové planZetd
o0 délce 15 mm , 8ifce 4 mm a tloustce 0,1 a2 0,3 mm .
Vyvody mistku 1 aZ S5 jsou piipojeny na kuprextitovou
svorkovnici ultrazvukovou kompresi. Si planZeta s integrova-
nym tenzometrickym mdstkem se lepi na méfeny povrch specidl-
nim lepidlem na tenzometry napt. Hottinger EP250,
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Funk&ni vzorky téchto snima&d, zhotovené v Tesle VOST
maji tyto parametry :

rczsah m&feného mech. napéti + 150 MPa
vystupni napéti << & 50 mVv
napdjeci konstantni proud < 3 mA

odchylka od linearity << 0,4 %
hystereze < $20,1%
teplotni zdvislost nuly o
s teplotni kompenzaci < *20,1%/ 10 C
teplotni zévislost citlivosti °
s teplotni kompenzaci < #0,2%/ 10 °C
vnitfni odpor mlstku < 2k

teplotni rozsah - 20 az 70 %
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